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(54) CHẤT BỔ SUNG CHO DUNG DỊCH XỬ LÝ BỀ MẶT KIM LOẠI, VẬT LIỆU 
KIM LOẠI ĐƯỢC XỬ LÝ BỀ MẶT VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT VẬT LIỆU 
NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến chất bổ sung mà tránh sự tăng nồng độ HF trong dung dịch xử lý 
bề mặt cho vật liệu kim loại, có thể cung cấp ion zircon ở nồng độ cao bằng cách sử dụng 
dung dịch xử lý bề mặt vật liệu kim loại, và có sự ổn định lưu kho trong thời gian dài tốt, 
để chuyển hóa hóa học và/hoặc xử lý điện phân vật liệu kim loại một cách liên tục. Chất bổ 
sung này chứa lượng được mô tả gồm: hợp chất zircon (A) không chứa flo và bao gồm ít 
nhất một loại được chọn từ nhóm chứa carbonat bazơ zircon carbonat zircon, hydroxit 
zircon, và carbonat zircon amoni; thành phần chứa flo (B) bao gồm ít nhất một loại được 
chọn từ nhóm bao gồm axit flohydric, muối của axit flohydric, axit flozirconic, và muối 
của axit flozirconic; và thành phần axit (C) bao gồm ít nhất một loại được chọn từ nhóm 
bao gồm axit nitric, axit clohydric, axit sulfuric, và axit axetic. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến vật liệu kim loại được xử lý bề mặt và phương pháp sản xuất vật liệu này.



-2-

31560



-3-

31560



-4-

31560



-5-

31560



-6-

31560



-7-

31560



-8-

31560



-9-

31560



-10-

31560



-11-

31560



-12-

31560



-13-

31560



-14-

31560



-15-

31560



-16-

31560



-17-

31560



-18-

31560



-19-

31560



-20-

31560



-21-

31560



-22-

31560



-23-

31560




